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(57) Abstract: The invention relates to a device for coating one or more substrates (1), having a gas inlet element (2) for introducing
a gaseous starting material, which condenses or reacts on the substrate (1) and on a mask (3) masking said substrate (1) to form a
coating (4, 4), into a process chamber (6) arranged between the gas inlet element (2) and a substrate holder (5) for holding one or more
substrates, and having a shielding element (7) which can be moved out of a storage position outside the process chamber (6) into a
shielding position in the process chamber (6) and comprises a closed shielding surface which, in the shielding position, lies between
the gas inlet element and the mask. The substrate holder (5) is arranged above the gas inlet element (2) against the effective direction
of gravity (G). The shielding element (7) has, on its shielding surface side facing the substrate holder (5), a recess (8, 12) for collecting
particles of the coating (4') coming off the mask (3) or is at least partially lined with an electrostatically chargeable film (12).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Beschichtung eines oder mehrerer Substrate (1) mit einem Gas-
einlassorgan (2) zum Einleiten eines auf dem Substrat (1) und einer das Substrat (1) maskierenden Maske (3) zu einer Beschichtung
(4, 4') kondensierenden oder reagierenden gasfrmigen Ausgangsstoffs in einen zwischen dem Gaseinlassorgan (2) und einem Sub-
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strathalter (5) zur Halterung des ein oder mehreren Substrates angeordneten Prozessraum (6) und mit einem aus einer Verwahrstellung
aullerhalb des Prozessraumes (6) in eine Schirmstellung in den Prozessraum (6) bringbaren Schirmelement (7), das eine geschlossene
Schirmfliche aufweist, die in der Schirmstellung zwischen dem Gaseinlassorgan und der Maske liegt. Der Substrathalter (5) ist ent-
gegen der Wirkrichtung der Schwerkraft (G) oberhalb des Gaseinlassorganes (2) angeordnet. Das Schirmelement (7) weist auf seiner
zum Substrathalter (5) weisenden Seite der Schirmfldche eine Ausnehmung (8, 12) zum Ansammeln sich von der Maske (3) 16sender
Partikel der Beschichtung (4') auf oder ist zumindest teilweise mit einer elektrostatisch aufladbaren Folie (12) bekleidet.
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Beschreibung

Beschichtungsvorrichtung mit in Schwerkraftrichtung unter dem Substrat
angeordnetem Gaseinlassorgan

Gebiet der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Beschichtung eines oder
mehrerer Substrate, mit einem Gaseinlassorgan zum Einleiten eines auf dem
Substrat und einer das Substrat maskierenden Maske zu einer Beschichtung
kondensierenden oder reagierenden gasformigen Ausgangsstoffs in einen zwi-
schen dem Gaseinlassorgan und einem Substrathalter zur Halterung des ein
oder mehreren Substrates angeordneten Prozessraum und mit einem aus einer
Verwahrstellung aufSerhalb des Prozessraumes in eine Schirmstellung in den
Prozessraum bringbares Schirmelement, das eine geschlossene Schirmfldche
aufweist, die in der Schirmstellung zwischen dem Gaseinlassorgan und der

Maske liegt.

Stand der Technik

[0002] Eine Vorrichtung der zuvor beschriebenen Art wird in der EP 2 536 865
B1 beschrieben. Ein Substrathalter ist in einer Prozesskammer in Schwerkraft-
richtung unterhalb eines Gaseinlassorganes angeordnet. Auf den Substrathalter
wird zumindest ein Substrat aufgebracht. Durch das Gaseinlassorgan werden
gasformige Ausgangsstoffe, bspw. mittels eines Trégergases transportierte
Damptfe, in die Prozesskammer eingespeist. Die Dampfe kondensieren auf der
Oberfldche des Substrates zu einer insbesondere organischen Schicht. Um diese
Schicht in voneinander getrennte Teilschichtabschnitte bspw. fiir die Herstel-
lung von OLED-Bildschirmen, zu strukturieren, wird vor der Beschichtung eine
Kontaktmaske auf das Substrat aufgelegt, so dass die Beschichtung nur in den
Fenstern der Kontaktmaske stattfindet. Eine Beschichtung findet aber auch auf

den Stegabschnitten der Maske statt.
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[0003] Wihrend des Substratwechsels oder des Maskenwechsels wird das
temperierte Gaseinlassorgan mittels eines Schirmelementes vom ebenfalls tem-
perierten Substrathalter abgeschirmt. Ein erster Abschnitt der Prozesskammer,
der insbesondere beheizt ist und der das Gaseinlassorgan beinhaltet, wird somit
von einem zweiten Abschnitt der Prozesskammer, der bspw. gekiihlt ist, abge-

teilt.

[0004] Es kann technologisch erforderlich sein, die Vorrichtung hinsichtlich
der Wirkrichtung der Schwerkraft umzukehren, so dass der das Substrat hal-
tende Substrathalter - bezogen auf die Schwerkraftwirkung - oberhalb des Ga-
seinlassorganes angeordnet ist. Wahrend bei der eingangs beschriebenen Orien-
tierung die Maske mittels Schwerkraft auf dem Substrat bzw. Suszeptor gehal-
ten wird, kann es in der auf dem Kopf stehenden Orientierung erforderlich
sein, das Substrat und die Maske durch ergianzende Mittel, insbesondere Krifte
an die nach unten weisende Auflagefldche des Substrathalters zu fesseln. Die
Maske wird insbesondere nur am Rand mechanisch unterstiitzt gehalten, so
dass sie sich nach dem Losen vom Substrat im mittleren Bereich nach unten
durchbiegen kann. Diese mechanische Verformung kann zum Ablésen der auf

den Stegen der Maske abgeschiedenen Schicht fiihren.

[0005] Aus den US 5,407,485, US 2010/044213 und US 8,617,314 ist jeweils ein
Verfahren zur Herstellung von Halbleiterschichten bekannt, bei dem das Ga-
seinlassorgan unterhalb eines Substrathalters angeordnet ist. Zwischen Sub-

strathalter und Gaseinlassorgan kann ein Schirmelement gebracht werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Mainahmen anzugeben,
mit denen vermieden wird, dass beim Handhaben der Maske von der Beschich-

tung der Maskenstege sich ablosende Partikel auf das Gaseinlassorgan fallen.
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[0007] Gelost wird die Aufgabe durch die in den Anspriichen angegebene Er-
findung. Die Unteranspriiche stellen vorteilhatte Weiterbildungen dar, bilden

jedoch gleichzeitig auch eigenstindige Losungen der Aufgabe.

[0008] Zunédchst und im Wesentlichen wird vorgeschlagen, dass ein Schirm-
element, welches eine geschlossene Schirmfldche aufweist, von einer Verwahr-
stellung aufSerhalb des Prozessraums in eine Schirmstellung in den Prozess-
raum gebracht wird. Das Schirmelement nimmt dann eine Position ein, ober-
halb welcher der Substrathalter, das Substrat und die Maske angeordnet sind
und unterhalb des Schirmelementes das Gaseinlassorgan. Wird jetzt die Maske,
bspw. durch eine Horizontalabwairtsverlagerung eines nur am Rand der Maske
angreifenden Maskenhalters, vom Substrat gelost und biegt sich die Maske zu-
folge der Einwirkung der Schwerkraft, so konnen sich von der Oberseite der
Maske losende Partikel von der Maske herabfallen, werden jedoch von den an
der Schirmplatte vorgesehenen Mitteln zur Ansammlung der Partikel aufge-
sammelt. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass die Mittel
zum Ansammeln der Partikel von einer zumindest einer Ausnehmung auf der
zum Substrathalter weisenden Seite der Schirmfliche ausgebildet sind. Die
Schirmfldche besitzt bevorzugt einen Grundriss, der grofSer ist als der Grund-
riss der Maske. Die bei einem entsprechend niedrigen Totaldruck in der Pro-
zesskammer von der Maske herabfallenden Partikel konnen sich dann in der
Ausnehmung sammeln. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Schirm-
platte mit den Mitteln elektrostatisch aufladbar ist. Hierzu ist insbesondere
vorgesehen, dass das Schirmelement eine elektrostatisch aufladbare Folie auf-
weist. Diese Mafsnahme ist insbesondere dann zweckmifig, wenn sichergestellt
werden soll, dass auch Partikel mit einem mittleren Partikeldurchmesser von
einem um oder kleiner sich an der Schirmfliche ansammeln. Als Mittel zur Er-
zeugung der elektrostatischen Aufladung kann ein Hochspannungsgenerator
vorgesehen sein, mit dem ausgewdhlte Oberfldchenabschnitte der Schirmfliche,

die gegentiber der Umgebung elektrisch isoliert sind, statisch aufgeladen wer-



10

15

20

25

30

WO 2018/073309 PCT/EP2017/076619

den konnen. Die dann auf die sich von der Maske ablosenden Partikel in Wir-
kung tretenden attraktiven elektrostatischen Krifte verleihen den Partikeln eine
auf das Schirmelement gerichtete Bewegung. Das elektrostatische Potenzial
wird derart erzeugt, dass sich die Partikel beim Bertihren der Oberfldche des
Schirmelementes nicht aufladen. Die Oberfliche des Schirmelementes kann
deshalb elektrisch isolierend ausgebildet sein. Darunter befindet sich bevorzugt
eine auf ein elektrisches Potenzial bringbare Metallisierung. Hierzu ist es insbe-
sondere vorgesehen, dass die zum Substrathalter weisende Breitseitenfldche des
Schirmelementes mit elektrostatisch aufladbaren Folien belegt oder beschichtet
ist. Das Schirmelement kann zwei Positionen einnehmen. In einer Verwahrstel-
lung befindet sich das Schirmelement in einer Verwahrkammer. Diese Kammer
kann mit einer Offnung mit der Prozesskammer verbunden sein. Diese Offnung
kann mit einem Tor oder einem Schieber verschliefSbar sein. Innerhalb der Ver-
wahrkammer kann das Schirmelement gereinigt werden. Dort sind insbesonde-
re Mittel vorgesehen, um die an dem Schirmelement angesammelten Partikel
vom Schirmelement zu 16sen. So ist es bspw. moglich, dass innerhalb der Ver-
wahrkammer Gasaustrittsdiisen angeordnet sind oder Saugdtisen, um unter
Verwendung von Gasstromen die Partikel von dem Schirmelement zu entfer-
nen. Es kénnen aber auch Mittel vorgesehen sein, mit denen die sich in der
Oberfldche des Schirmelementes angesammelten Partikel elektrostatisch mit
demselben Potenzial aufgeladen werden, mit dem das Schirmelement aufgela-
den ist, um eine repulsive Kraft zu erzeugen, mit der die elektrostatisch aufge-
ladenen Partikel vom Schirmelement abgestofSen werden. Um das Schirmele-
ment in die Schirmstellung zu bringen, muss der Schieber bzw. das Tor geoffnet
werden. Das Schirmelement wird dann in den Prozessraum zwischen Substrat-
halter und Gaseinlassorgan gebracht. Das Schirmelement kann dariiber hinaus
dazu verwendet werden, um das Gaseinlassorgan thermisch vom Substrathal-
ter abzuschirmen. Der Substrathalter und das Gaseinlassorgan werden bevor-
zugt auf voneinander verschiedene Temperaturen temperiert, bspw. gekiihlt

oder aufgeheizt, so dass ohne ein sich im Prozessraum befindendes Schirmele-
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ment Strahlungswarme zwischen Substrathalter und Gaseinlassorgan tibertra-
gen wird. Es ist insbesondere vorgesehen, dass das Gaseinlassorgan beheizt
wird und dass der Substrathalter gekiihlt wird. Mittels eines Verdampfers, der
bevorzugt aufierhalb des Gehduses der Vorrichtung angeordnet ist, werden die
o.g. organischen Dampfe erzeugt, die mit einem Tragergas in den Prozessraum
gebracht werden. Mittels eines Portionierers wird eine vorgegebene Rate eines
organischen Pulvers in einen Tragergasstrom eingebracht. Das so erzeugte Ae-
rosol wird mittels einer Aerosolleitung in einen Verdampfer gebracht, der be-
heizte Oberfldchen aufweist, mit denen das Tragergas und die im Trdgergas
transportierten Partikel aufgeheizt werden. Anstelle eines Pulvers konnen auch
Tropfchen einer Fliissigkeit dem Verdampfer zugefiihrt werden. Die festen oder
fliissigen Partikel werden im Verdampfer derart aufgeheizt, dass sie einen gas-
formigen Zustand erreichen. Die derart erzeugten Dampfe werden mittels einer
Zuleitung zum Gaseinlassorgan transportiert. Durch eine Vielzahl von Gasaus-
trittsoffnungen des Gaseinlassorganes treten gasférmige Ausgangsstoffe in die
Prozesskammer. Die Gasaustrittsoffnungen sind siebartig an einer Gasaustritts-
fliche des Gaseinlassorganes angeordnet, die einer Substratauflageflidche des
Substrathalters gegentiberliegt. Die Flichenerstreckung der Gasaustrittsfliche
ist bevorzugt grofier als die Flachenerstreckung des auf dem Substrathalter auf-
liegenden Substrates. Der Abstand zwischen Gasaustrittsflache und Substrat-
auflageflache ist bevorzugt kleiner als die sich bei einer Gasstrémung oberhalb
des Substrates ausbildende Grenzschicht oder kleiner als eine sich dort ausbil-
dende Diffusionsgrenzschicht. Hierzu ist der lichte Abstand zwischen Gasein-
lassorgan und Substrathalter bevorzugt <70mm. Er kann bei 25 bis 50mm lie-
gen. Die Flache des Substrathalters bzw. die Flache der Gasaustrittsfliche kann
im Bereich von einem bis mehreren Quadratmetern liegen. Die Maske und das
Schirmelement besitzen eine dhnliche Grundrissfliche, wobei die Grundrissflai-
che des Schirmelementes mindestens so grofs ist wie die Grundrissfliche des
Gaseinlassorganes oder der Maske. Um die Maske an der nach unten weisen-

den zu beschichtenden Seite des Substrates zu halten, kann die Maske magneti-



10

15

20

25

30

WO 2018/073309 PCT/EP2017/076619

sche Zonen aufweisen. Die magnetischen Zonen kénnen dadurch gebildet sein,
dass die Maske magnetisierte Bereiche aufweist oder dass die Maske magneti-
sierbare Bereiche aufweist. Der Substrathalter besitzt dann korrespondierende
magnetische Zonen, die entweder magnetisierbar sind, so dass die magneti-
schen Bereiche der Maske am Substrathalter anhaften oder die selbst magne-
tisch sind, bspw. durch einen Elektromagneten magnetisierbar sind, so dass die
magnetisierbaren Zonen der Maske an den magnetischen Zonen des Substrat-
halters anhaften. Zwischen Maske und Substrathalter liegt das zu beschichten-
de Substrat. Bei einem Substratwechsel wird zunéchst das Schirmelement aus
der Verwahrkammer in eine Schirmstellung gebracht, in der es vertikal unter-
halb der Maske liegt. Sodann wird die Maske durch eine Bewegung in Richtung
der Flichennormalen zur Substratauflageflidche des Substrathalters vom Sub-
strat entfernt. Dabei 16st sich die magnetische Haftung der Maske am Substrat
bzw. am Substrathalter, so dass sich die Maske wie oben beschrieben im mittle-
ren Bereich nach unten durchwolbt. Die damit einhergehende Verformung der
beim Beschichten des Substrates mitbeschichteten Stege der Maske fiihrt zu ei-
nem Abldsen der auf der Maske abgeschiedenen Schicht und zur Bildung von
Partikeln, die sich durch die Schwerkraft beschleunigt nach unten bewegen, wo
sie vom Schirmelement aufgefangen werden, so dass sie nicht das Gaseinlass-
organ erreichen. Das Schirmelement kann eine Schirmplatte aufweisen. Die
Schirmplatte kann ein oder mehrere Ausnehmungen aufweisen, die in Richtung
auf das Substrat Vertiefungen ausbilden. In diesen Vertiefungen kénnen sich
die Partikel sammeln. Erfolgt der Substratwechsel bzw. das Absenken der Mas-
ke bei einem niedrigen Totaldruck innerhalb des Prozessraumes, so bewegen
sich auch durchmesserkleinste Partikel auf einer ballistischen Bewegungsbahn
von der Maske zum Schirmelement. Um auch durchmesserkleine Partikel bei
groferen Totaldriicken oder kleinste Partikel bei Subatmospharendruck sicher
vom Schirmelement aufzufangen, ist vorgesehen, dass das Schirmelement
elektrostatisch aufgeladen werden kann. Dies erfolgt bevorzugt durch den

Hochspannungsgenerator. Die Ausnehmungen sind bevorzugt von einem Rand
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umgeben. Das Schirmelement kann dariiber hinaus einen Kern mit einem

Wirmeisolationskorper aufweisen, so dass es auch zur Warmeisolation, insbe-

sondere zur Strahlungswirme-Ubertragungsisolation verwendet werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand bei-

geftigter Zeichnungen erldutert. Es zeigen:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

grob schematisch und nicht mafistabgerecht in der Art eines
Vertikalschnitts ein erstes Ausfiihrungsbeispiel, wobei eine
Maske 3 mittels eines Maskenhalters 14 an einem Substrat ge-
halten wird, das an einer Substratanlagetliche eines Substrat-

halters 5 anliegt wéahrend eines Beschichtungsprozesses,

eine Darstellung gemafS Figur 1, jedoch nach dem Beschich-
tungsprozess, wobei ein Schirmelement 9 in den Bereich unter-
halb der Maske 3 gebracht worden ist und die Maske 3 durch
Absenken der Maskenhalter 14 vom Substrat 1 gelost worden

ist,

ein zweites Ausfiihrungsbeispiel eines Schirmelementes 7,

vergrofert, einen Querschnitt durch eine Maske 3 mit einer

Magnetzone 17, und

vergrofiert, den Ausschnitt V in Fig. 1.
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Beschreibung der Ausfithrungsformen

[0010] Das in den Figuren 1 und 2 dargestellte Ausfithrungsbeispiel zeigt grob
schematisch einen Vertikalschnitt durch eine Prozesskammer einer Beschich-
tungsvorrichtung, die innerhalb eines nach aufsen gasdichten Gehduses ange-
ordnet ist. Zur Verdeutlichung ist das Verhiltnis von Breite B zu Hohe D nicht

mafsstabsgerecht.

[0011] Innerhalb des Gehduses 27 befindet sich - bezogen auf die mit dem
Pteil G dargestellte Wirkrichtung der Schwerkraft unterhalb eines Prozessrau-
mes 6 - ein Gaseinlassorgan 2 in Form eines Showerheads, mit dem ein gasfor-
miger Ausgangsstoff in den Prozessraum 6 eingespeist werden kann. Eine typi-
sche Flichendiagonale der zum Prozessraum 6 weisenden Gasaustrittsflache

des Gaseinlassorganes 6 betrédgt ein bis mehrere Meter.

[0012] Das Gaseinlassorgan 2 wird mit einer Zuleitung 26 mit dem gasformi-
gen Ausgangsstoff gespeist. Zur Vermeidung einer Kondensation eines Damp-
fes innerhalb des gasformigen Ausgangsstoffes auf der Zuleitung 26 oder in-
nerhalb des Gaseinlassorganes 2 werden das Gaseinlassorgan 2 und die Zulei-

tung 26 beheizt.

[0013] Zur Erzeugung des Dampfes wird ein Pulver aus einem Pulverspeicher
22 mittels eines Tragergasstromes, der durch eine Tragergaszuleitung 21 in ei-
nen Aerosolerzeuger 23 eingespeist wird. Es ist auch vorgesehen, dass Fliissig-
keitstropfchen in den Aerosolerzeuger 23 eingespeist werden. In dem Aeroso-
lerzeuger 23 werden die Pulverpartikel oder die Fliissigkeitstropfchen in einen
Tragergasstrom eingespeist, so dass sich ein Aerosol ausbildet. Die im Trager-
gasstrom transportierten Schwebeteilchen werden durch eine Aerosolleitung 24
einem Verdampfer 25 zugefiihrt. Dort werden die Schwebeteilchen des Aero-

sols durch Beaufschlagung mit Warme verdampft. Der Verdampfer 25 besitzt



10

15

20

25

WO 2018/073309 PCT/EP2017/076619

Warmetibertragungsfliachen, die beheizt sind, um Wiarme an das Tragergas und
die vom Trédgergas transportierten Partikel zu tibertragen, so dass die Partikel

verdampfen.

[0014] Durch duschkopfartig bzw. siebartig in der Gasaustrittstliche des Ga-
seinlassorgans 2 angeordnete Offnungen tritt der Dampf in den Prozessraum 6
ein. In einem vertikalen Abstand D oberhalb der Gasaustrittstliche 18 des Ga-
seinlassorganes 2 befindet sich eine Substratanlagetlidche eines gekiihlten Sub-
strathalters 5. Der vertikale Abstand D liegt im Bereich zwischen 20 und 70mm.
Bevorzugt liegt der Abstand D etwa bei 25mm. Der Abstand D ist kleiner als
die sich bei der Deposition ausbildende Grenzschicht und insbesondere kleiner

als 70mm.

[0015] Mittels eines Maskenhalters 14 wird eine Kontaktmaske gegen eine
Oberfldche eines auf der Substratanlagefldche anliegenden Substrates 1 ge-
bracht. Bei dem Substrat 1 handelt es sich bevorzugt um eine Glasplatte. Die
Maske 3 besitzt eine Vielzahl regelméfsig angeordneter Fenster 15 und die Fens-
ter 15 voneinander trennende Stege 16. Einige der Stege 16 konnen magnetisch
ausgebildet sein. Sie konnen aus magnetisch polarisiertem Werkstoff bestehen
oder aus magnetisch polarisierbarem Werkstoff, bspw. Invar, bestehen. Die
Maske 3 wird bevorzugt mittels Magnetkraft in flichige Anlage am Substrat 1
gehalten. Hierzu bildet der Substrathalter 5 nicht dargestellte Magnete oder
magnetische Zonen aus, um eine in Vertikalrichtung gerichtete Anziehungs-

kraft auf die Maske 3 auszutiben.

[0016] Der vom Trigergasstrom durch die Offnungen des Gaseinlassorganes 2
in den Prozessraum 6 transportierte Dampf, welcher insbesondere ein Dampf
von organischen Molekiilen ist, kondensiert nicht nur im Bereich der Fenster 15

auf dem Substrat 1, sondern auch im Bereich der Stege 16 auf der Maske 3.
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[0017] Nach dem Abscheiden der Schicht 4 auf dem Substrat 1 und der Schicht
4" auf den Gitterstegen 16 wird eine Tiir, ein Tor oder eine Verschlussplatte 20,
die eine C)ffnung 11 einer Verwahrkammer 10 verschliefst, geoftnet. Innerhalb
der Verwahrkammer 10 befindet sich ein Schirmelement 7. Das Schirmelement
7 hat ebenso wie das Substrat 1 oder die das Substrat 1 abdeckende Maske 3
einen rechteckigen Grundriss. Das Schirmelement 7 besitzt eine eine geschlos-
sene Oberfldche ausbildende Schirmplatte 9, deren Grundriss grofier ist als der
Grundriss der Maske 3. Mittels nicht dargestellter Fiihrungsmittel, bspw. einem
Fiihrungsarm oder Fiihrungsschienen wird das Schirmelement 7 aus der Ver-
wahrkammer 10 in den Prozessraum 6 zwischen Gaseinlassorgan 2 und Maske

3 gebracht.

[0018] Sodann wird die Maske 3 von der beschichteten Seite des Substrates 1
getrennt. Hierzu werden zunichst die in den Zeichnungen nicht dargestellten
Elektromagnete innerhalb des Substrathalters 5 nicht mehr bestromt, so dass
die Stege der Maske 3 nicht mehr magnetisch nach oben gegen das Substrat 1
beaufschlagt werden. Dies hat zur Folge, dass sich der zentrale Flichenab-
schnitt der Maske 3 vom Substrat 1ost, weil der Maskenhalter 14 ausschliefslich
an den Riandern der Maske 3 unterstiitzend angreift. Zum Wechsel der Maske 3
bzw. des Substrates 4 wird der Maskenhalter 14 von der in der Figur 1 darge-
stellten Stellung in die in der Figur 2 dargestellte Stellung herabgesenkt.

[0019] Die Figur 1 zeigt die Vorrichtung in einer Stellung wihrend des Be-

schichtungsprozesses.

[0020] Die Offnung 11, mit der die Verwahrkammer 10 an die Prozesskammer,
die den Prozessraum 6 beinhaltet, angrenzt, ist wihrend des Beschichtens mit
einem Tor 20 verschlossen. Wird das Tor 20 geoffnet, kann das Schirmelement 7

durch die Offnung 11 von der Verwahrkammer 10 in den Prozessraum 6 gefah-
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ren werden. Der Grundriss der Schirmplatte 9 ist ausreichend grofs, um das Ga-
seinlassorgan 2 vollstindig abzudecken. Das Schirmelement 7 bildet eine
Schirmplatte 9 aus, die dem Schirmelement 7 eine geschlossene Schirmfldche

verleiht.

[0021] In der Schirmstellung befindet sich die Schirmplatte 9 des Schirmele-
mentes 7 vertikal unterhalb der Maske 3. Das Schirmelement 7 ist derart ausge-
bildet, dass es beim Absenken der Maske 3 und einem damit einhergehenden
Verformen der Maske 3 von der Oberfldache der Maske 3 abplatzende Partikel

der Beschichtung 4" auffangen kann.

[0022] Zu diesem Zweck besitzt die zum Substrathalter 5 weisende Seite der
Schirmfldche Mittel zum Ansammeln sich von der Maske 3 losender Partikel
der Beschichtung 4’. Zu diesen Mitteln gehoren bei dem in den Figuren 1 und 2
dargestellten Ausfiihrungsbeispiel die Rander 19 der Schirmplatte 9 des Schir-
melementes 7, die eine Ausnehmung 8 der Schirmplatte 9 umgeben. Die
Schirmplatte 9 kann eine oder mehrere derartige Ausnehmungen 8 aufweisen,

die in einer Ebene nebeneinander angeordnet sind.

[0023] Das in der Figur 3 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel eines Schirmele-
mentes 7 zeigt nicht nur einen wirmeisolierenden Isolationskorper 13 innerhalb
des Kerns, sondern auch eine elektrostatisch aufladbare Folie 12, mit der zu-
mindest die zum Substrathalter 1 weisende Seite der Schirmplatte 9 ausgebildet
ist. Die Folie 12 ist mittels einer nicht dargestellten Hochspannungsquelle elekt-
rostatisch aufladbar. Die elektrostatische Aufladung der elektrostatisch auflad-
baren Folie 12 fiihrt zum Ausbilden elektrostatischer Krifte, die sich von der

Maske 3 ablosende Partikel anzieht.
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[0024] Die Figur 4 zeigt mit der Bezugsziffer 17 eine Magnetzone der Maske 3,
welche aus Invar gefertigt ist. Die Magnetzone kann aus einem ferromagneti-
schen Material bestehen. Sie kann magnetisch sein. Sie ist aber bevorzugt ledig-

lich magnetisierbar.

[0025] Die Maske 3 kann zusammen mit dem Schirmelement 7 aus dem Pro-
zessraum 6 herausgeférdert werden. Dies kann durch die Offnung 11 erfolgen.

Die Maske 3 kann hierzu auf dem Schirmelement 7 abgelegt werden.

[0026] Mit durch das Tor 12 verschlossener Offnung 11 kann die innerhalb der
Verwahrkammer 10 angeordnete Schirmplatte 9 des Schirmelementes 7 von
den angesammelten Partikeln gereinigt werden. Dies kann mittels eines
Gasstromes erzeugt werden, der durch Diisen, insbesondere Gasaustrittsdiisen,
aber auch Saugdtisen erzeugt werden kann. Es ist auch eine rein mechanische
Reinigung des Schirmelementes 7 moglich. Es ist aber auch moglich, die sich an
dem Schirmelement 7 angelagerten Partikel mittels elektrostatischen Kraften

von der Oberfliche der Schirmplatte 9 zu entfernen.

[0027] Die vorstehenden Ausfiihrungen dienen der Erlduterung der von der
Anmeldung insgesamt erfassten Erfindungen, die den Stand der Technik zu-
mindest durch die folgenden Merkmalskombinationen jeweils auch eigenstan-

dig weiterbilden, ndmlich:

[0028] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Substrathal-
ter 5 entgegen der Wirkrichtung der Schwerkraft G oberhalb des Gaseinlassor-
ganes 2 angeordnet ist und dass das Schirmelement 7 auf seiner zum Substrat-
halter 5 weisenden Seite der Schirmfliche Mittel 8, 12 zum Ansammeln sich von

der Maske 3 losender Partikel der Beschichtung 4" aufweist.
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[0029] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die zum Sub-
strathalter 5 weisende Seite der Schirmfliche mindestens eine Ausnehmung 8

aufweist zum Auffangen der Partikel 4.

[0030] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Schirmele-
ment 7 elektrostatisch aufladbar ist und Mittel vorgesehen sind, um die Schirm-

flache aufzuladen.

[0031] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Schirmele-
ment 7 aus einer Verwahrkammer 10 durch eine Offnung 11 in eine den Pro-

zessraum 6 bildende Prozesskammer bringbar ist.

[0032] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Schirmele-
ment 7 zumindest teilweise mit einer elektrostatisch aufladbaren Folie 12 be-

kleidet ist.

[0033] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Schirmele-

ment 7 einen Warmeisolationskorper 13 aufweist.

[0034] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Rand der

Maske 3 von einem Maskenhalter 14 gehalten ist.

[0035] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Maske 3
magnetische oder magnetisierbare Zonen 17 aufweist, um sie mit Magnetkraft
an der nach unten weisenden zu beschichtenden Breitseite des Substrates 1 zu

halten.

[0036] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die zum Sub-

strathalter 5 weisende Gasaustrittstldche 18 des Gaseinlassorganes 29 mindes-
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tens so grofs ist wie die zum Gaseinlassorgan 2 weisende zu beschichtende Fla-

che des Substrates 1.

[0037] Eine Vorrichtung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Grundriss
der Schirmfldche grofer ist als der Grundriss der Maske 3.

[0038] Eine Verwendung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass beim Wechseln
der Maske 3 und/oder des Substrates 1 vor einem Aufierkontaktbringen der
Maske 3 vom Substrat 1 das Schirmelement 7 in die Schirmstellung gebracht
wird und beim Lésen des Kontaktes zwischen Maske 3 und Substrat 1 die Mit-
tel 8, 12 sich von der Maske 3 l6sende Partikel der Beschichtung 4" ansammeln,

so dass die Partikel nicht zum Gaseinlassorgan 2 gelangen.

[0039] Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich, aber auch in Kombination
untereinander) erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beigeftigten Prioritéts-
unterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch
zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Anspriiche vorliegender An-
meldung mit aufzunehmen. Die Unteranspriiche charakterisieren mit ihren
Merkmalen eigenstindige erfinderische Weiterbildungen des Standes der
Technik, insbesondere um auf Basis dieser Anspriiche Teilanmeldungen vorzu-

nehmen.
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Liste der Bezugszeichen
1 Substrat 27  Gehduse
2 Gaseinlassorgan
3  Maske
4  Beschichtung/Partikel
4" Beschichtung/Partikel
5  Substrathalter
6  Prozessraum
7 Schirmelement
8  Ausnehmung D  Abstand
9  Schirmplatte G  Schwerkraft
10 Verwahrkammer
11 Offnung
12 elektrisch aufladbare Folie
13 Isolationskorper
14  Maskenhalter
15 Fenster
16  Steg
17 Magnetzone
18  Gasaustrittstldche
19 Rand
20 Tor
21  Tragergaszuleitung
22 Pulverspeicher
23 Aerosolerzeuger
24 Aerosolleitung
25 Verdampfer
26  Zuleitung
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Anspriiche

1.  Vorrichtung zur Beschichtung eines oder mehrerer Substrate (1) mit einem
Gaseinlassorgan (2) zum Einleiten eines auf dem Substrat (1) und einer
das Substrat (1) maskierenden Maske (3) zu einer Beschichtung (4, 4")
kondensierenden oder reagierenden gasféormigen Ausgangsstoffs in einen
zwischen dem Gaseinlassorgan (2) und einem Substrathalter (5) zur Halte-
rung des ein oder mehreren Substrates angeordneten Prozessraum (6) und
mit einem aus einer Verwahrstellung aufierhalb des Prozessraumes (6) in
eine Schirmstellung in den Prozessraum (6) bringbaren Schirmelement (7),
das eine geschlossene Schirmfliache aufweist, die in der Schirmstellung
zwischen dem Gaseinlassorgan und der Maske liegt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Substrathalter (5) entgegen der Wirkrichtung der
Schwerkraft (G) oberhalb des Gaseinlassorganes (2) angeordnet ist und
dass das Schirmelement (7) auf seiner zum Substrathalter (5) weisenden
Seite der Schirmfldche Mittel (8, 12) zum Ansammeln sich von der Maske

(3) losender Partikel der Beschichtung (4") aufweist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zum
Substrathalter (5) weisende Seite der Schirmfldche mindestens eine Aus-

nehmung (8) aufweist zum Auffangen der Partikel (4").

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schirmelement (7) elektrostatisch aufladbar ist und

Mittel vorgesehen sind, um die Schirmfliche aufzuladen.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schirmelement (7) aus einer Verwahrkammer (10)
durch eine Offnung (11) in eine den Prozessraum (6) bildende Prozess-

kammer bringbar ist.
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Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schirmelement (7) zumindest teilweise mit einer

elektrostatisch aufladbaren Folie (12) bekleidet ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schirmelement (7) einen Wéarmeisolationskorper

(13) aufweist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand der Maske (3) von einem Maskenhalter (14)

gehalten ist.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Maske (3) magnetische oder magnetisierbare Zo-
nen (17) auftweist, um sie mit Magnetkraft an der nach unten weisenden

zu beschichtenden Breitseite des Substrates (1) zu halten.

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zum Substrathalter (5) weisende Gasaustrittsfldache
(18) des Gaseinlassorganes (29) mindestens so grof$ ist wie die zum Ga-

seinlassorgan (2) weisende zu beschichtende Fliche des Substrates (1).

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundriss der Schirmfldche grofSer als der Grund-

riss der Maske (3).

Verwendung einer Vorrichtung gemafS einem oder mehreren der vorher-
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Wechseln der

Maske (3) und/ oder des Substrates (1) vor einem AufSerkontaktbringen
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der Maske (3) vom Substrat (1) das Schirmelement (7) in die Schirmstel-
lung gebracht wird und beim Losen des Kontaktes zwischen Maske (3)
und Substrat (1) die Mittel (8, 12) sich von der Maske (3) losende Partikel
der Beschichtung (4") ansammeln, so dass die Partikel nicht zum Gasein-

lassorgan (2) gelangen.

Vorrichtung oder Verwendung, gekennzeichnet durch eines oder mehrere

der kennzeichnenden Merkmale eines der vorhergehenden Anspriiche.
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1. I:' Anspriche Nr.
weil sie sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behérde nicht verpflichtet ist, namlich

2. IXI Anspriche Nr. 12
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, namlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. |:| Anspriche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Ansprliche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehérde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt:

-

Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengeblihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 I:' Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
’ zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt héatte, hat die Behérde nicht zur Zahlung solcher Gebuihren aufgefordert.

3. I:' Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fur die Geblhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

4. |:| Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebuihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengeblhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahlt.

Die zuséatzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I:' Die Zahlung der zuséatzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)




Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2017/ 076619

WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Fortsetzung von Feld 1II.2

Anspriiche Nr.: 12

Patentanspruch 12 ist unrichtigerweise als unabhangiger Patentanspruch
formuliert. Es wird iiberhaupt nicht deutlich, welche besondere
Ausfiihrungsart der beanspruchten Vorrichtung durch diesen Patentanspruch
angegeben sein soll. Deutlichkeit im Sinne von Artikel 6 PCT liegt nicht
vor, und Regel 6.3 (a) und (b) sind nicht erfillt. Wird dieser
Patentanspruch jedoch als unabhdngiger Patentanspruch verstanden, so
wlirden beliebige Beschichtungsvorrichtungen unter den Bereich des
Patenanspruchs fallen, sofern sie auch nur eines der kennzeichnenden
Merkmale der Patentanspriiche 1-10 besdBen. Da es in der Anmeldung keine
verniinftige Grundlage gibt, die klare Hinweise darauf enthdlt, welcher
Gegenstand spater im Verfahren voraussichtlich beansprucht werden konnte,
war eine sinnvolle Recherche fiir Patentanspruch 12 iiberhaupt nicht
moglich.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentanspriiche auf
Erfindungen, fiir die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorlaufigen
Priifung sein konnen (Regel 66.1(e) PCT).In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behdorde wird das EPA also
in der Regel keine vorlaufige Priifung fiir Gegenstéande durchfiihren, zu
denen keine Recherche vorliegt.Dies gilt auch fiir den Fall, dass die
Patentanspriiche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
gedandert wurden (Art. 19 PCT), oder fiir den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des Verfahrens gemdss Kapitel II PCT neue Patentanspriiche
vorlegt.Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Priifung eine weitere Recherche durchgefiihrt werden (Vgl.
EPA-Richtlinien C-1V, 7.2), sollten die Mangel behoben sein, die zu der
Erklarung gemdss Art. 17 (2) PCT gefiihrt haben.




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/076619
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
EP 2536865 Bl 22-07-2015 CN 102859030 A 02-01-2013
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KR 20130000391 A 02-01-2013
RU 2012139446 A 27-03-2014
TW 201142074 A 01-12-2011
TW 201617475 A 16-05-2016
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CN 105537194 A 04-05-2016 CN 105537194 A 04-05-2016
US 2017192366 Al 06-07-2017
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